
小型高性能マスクアライナー

EA100
小型・高精度・多機能・汎用

 

（改良のため仕様・意匠は変更されることがあります）

EA100は最大φ4インチ試料に

対応する小型高精度マスクアラ

イナーです。コンパクトな本体に

圧力センサとモータードライブＺ

軸を備え、試料とマスクの自動平

行調整（ボール介在コンタクト対

応）、自動ギャップ制御、精密コ

ンタクト圧制御などオペレータ習

熟度に依らず安定したパターン

露光を行う各種機能を装備して

います。アライメントはシンプルな

マ ニ ュ ア ル 操 作 と し て い ま す 。 

DeepUV（254nm遠紫外域）200W

ランプ光源を搭載、マスクと試料

の密着性を向上させる試料吹上

によるハードコンタクト機能や真

空コンタクト機能も備え高解像度

パターン転写に対応します。各

種デバイスの研究開発、実験、

試作に適したモデルです。
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DeepUV光源、精密ギャップ露光    
真空コンタクト、試料吹上コンタクト
ボールコンタクト対応自動平行調整

コンタクト原点自動サーチ
        

【特　徴】

◆ DeepUV 200Wランプ（230nm～320nm付近の遠紫外域）。

　　　通常UV（g、h、i線）250W光源の搭載可能。

◆ 最大試料サイズφ100mm対応。

◆ ５つの露光モード

　　　ソフトコンタクト、指定圧コンタクト、試料吹上ハードコンタクト、

　　　真空コンタクト、プロキシミティ（ギャップ）。

◆ 接触圧、剥離圧リアルタイムセンスによるＺ軸制御。

◆ Ｚ軸移動分解能0.1μm、微速動作0.1μm/s。

◆ タッチパネル式制御ボックス。

◆ ボールコンタクト対応フローティング球面式自動平行調整。

◆ コンタクト原点自動サーチ。パラメータティーチング機能。

◆ ２視野観察マニュアルアライメント。

◆ 本体小型デザイン、制御ボックス分離型。

◆ 特殊試料ホルダなど各種カスタマイズ対応

※カメラ受光面サイズ1型のためズーム低倍（ワイド域）時は画面四隅から影になります。 
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新製品

アライメント方式 マスク基準、試料移動式アライメント 動作モード 平行出し動作および露光動作（切替）
最大試料サイズ φ4インチ t=1mm以下 露光モード ソフト、指定圧、吹上ハード、真空、プロキシミティ
最大マスクサイズ □5インチ ｔ＝0.09インチ以下 運転モード オート/ステップモードおよびマニュアル動作
アライメント顕微鏡 同軸落射照明２視野CCDカメラ顕微鏡、モニタ観察 クリーンドライエア　0.5MPa以上
Ｚステージ 0～10mm、ACサーボモーター 分解能0.1μm ユーティリティ 真空　700mmHg以上

ＸＹステージ ±5mm、手動 微動/粗動ハンドル 電源　AC100V単相  12A 以下

θステージ ±5゜ 手動 微動ツマミ 本体部：幅400×奥行き530×高さ840mm、約70Kg

機構コンタクト圧 最大50N（≒5.1Kgf）、分解能 約0.5N 制御部：幅430×奥行き500×高さ350mm、約25Kg
寸法／重量

 


